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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成28年4月14日(2016.4.14)

【公開番号】特開2013-182888(P2013-182888A)
【公開日】平成25年9月12日(2013.9.12)
【年通号数】公開・登録公報2013-050
【出願番号】特願2013-37599(P2013-37599)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｂ  33/10     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｂ   33/10     　　　　
   Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ａ
   Ｈ０５Ｂ   33/04     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年2月25日(2016.2.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に有機発光部を形成する段階と、
　環境性要素表面の一部以上と接触し、低温粘度変化（ＬＶＴ）無機物を含んだ少なくと
も１層の無機膜を含んだ薄膜封止層を形成する段階と、を含み、
　前記無機膜を形成する段階は、
　前記環境性要素が存在する有機発光部上に、前記ＬＶＴ無機物を提供し、前記ＬＶＴ無
機物を含んだ予備無機膜を形成する段階と、
　前記予備無機膜を、前記ＬＶＴ無機物の粘度変化温度以上の温度で第１ヒーリングする
段階と、
　前記環境性要素と前記ＬＶＴ無機物との結合力、及び前記ＬＶＴ無機物間の結合力が向
上するように、前記第１ヒーリングされた予備無機膜を第２ヒーリングする段階と、を含
む有機発光装置の製造方法。
【請求項２】
　前記環境性要素は、前記有機発光部の形成時に必須不可欠に存在し又は生成される不純
物粒子であることを特徴とする請求項１に記載の有機発光装置の製造方法。
【請求項３】
　前記ＬＶＴ無機物の粘度変化温度が、前記有機発光部に含まれた物質の変性温度のうち
最低値より低いことを特徴とする請求項１又は２に記載の有機発光装置の製造方法。
【請求項４】
　前記ＬＶＴ無機物が、ＳｎＯ；ＳｎＯ及びＰ２Ｏ５；ＳｎＯ及びＢＰＯ４；ＳｎＯ、Ｓ
ｎＦ２及びＰ２Ｏ５；ＳｎＯ、ＳｎＦ２、Ｐ２Ｏ５及びＮｂＯ；又はＳｎＯ、ＳｎＦ２、
Ｐ２Ｏ５及びＷＯ３；を含んだことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の
有機発光装置の製造方法。
【請求項５】
　前記第１ヒーリングする段階を、前記ＬＶＴ無機物の粘度変化温度以上であって、前記
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有機発光部に含まれた物質の変性温度のうち最低値未満の範囲で、前記予備無機膜を熱処
理することによって遂行することを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の有
機発光装置の製造方法。
【請求項６】
　前記第１ヒーリングする段階を、８０℃以上であって１３２℃未満の範囲で、１時間な
いし３時間、前記予備無機膜を熱処理することによって遂行することを特徴とする請求項
１から４のいずれか一項に記載の有機発光装置の製造方法。
【請求項７】
　前記第２ヒーリングする段階を、前記第１ヒーリングされた予備無機膜を、酸溶液、ア
ルカリ溶液及び中性溶液のうち１種以上と接触させる化学的処理法を利用して遂行するこ
とを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載の有機発光装置の製造方法。
【請求項８】
　前記アルカリ溶液は、硝酸塩を含んだことを特徴とする請求項７に記載の有機発光装置
の製造方法。
【請求項９】
　前記第２ヒーリングする段階を、前記第１ヒーリングされた予備無機膜を、真空下で、
Ｏ２プラズマ、Ｎ２プラズマ及びＡｒプラズマのうち１種以上で処理するプラズマ処理法
を利用して遂行することを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載の有機発光装
置の製造方法。
【請求項１０】
　前記第２ヒーリングする段階を、前記第１ヒーリングされた予備無機膜を、２％ないし
１００％の酸素分圧、１０％ないし１００％の相対湿度、及び２５℃ないし１５０℃の温
度を有するチャンバ内に露出させることによって遂行することを特徴とする請求項１から
６のいずれか一項に記載の有機発光装置の製造方法。
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